
 

Figure1 Microscopic image of nanoelectrode. 
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１．概要（Summary） 

放射線による生物影響の主要な要因の1つとされる

DNA 損傷は、従来、電気泳動法などの生化学的手法

で評価されてきた。しかし、DNA の損傷が比較的近

くで形成するクラスター損傷を精確に検出できない

という問題があった。本研究では DNA分子のコンフ

ォメーション変化を顕微鏡し、電気的特性の変化を測

定するためのナノ電極を作製し、これを用いることで

DNA 損傷の新しい評価法の確立を目指している。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

有機薄膜形成装置、リアクティブイオンエッチング装置 

【実験方法】 

 昨年までに、Si 基板上に LED 描画システムを用いて

Au の引き出し電極を作製し、電子ビームリソグラフィ装置

を利用して中心部に向かって数m 幅の電極を重ね描画

したナノチップを作製した。本年度は薄膜形成装置で薄

膜を蒸着し、適宜エッチングを行った。さらに本ナノチップ

にプラスミドDNA水溶液を滴下し、光学顕微鏡や原子間

力顕微鏡（AFM）を用いて形状を観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したナノチップの表面が撥水性だと DNA水溶

液が基板上に分散しないため、まず、Figure1のチッ

プ作製後に酸素プラズマ発生装置で加工体表面を親

水化した。また、これまでの研究で DNA抽出から滴

下までの期間が長いと DNAが凝集してしまうことが

予想されたため、滴下直前に DNA を抽出した。この

DNA を含む水溶液をナノチップに滴下して光学顕微

鏡で観察したところ凝集体のようなものが確認でき

たので、さらにAFMで凝集体付近の 2 mから 20 m

四方の領域をさまざまな条件で走査して凹凸像を取

得したが、昨年同様の凝集体あるいは不純物のような

固まりが観察されただけであった。 

この結果から、DNA の抽出から滴下までの期間で

はなく、DNA 水溶液に微細な不純物が混入している

可能性が高いこと、そして DNA のリン酸基とナノチ

ップ表面の SiO2層との親和性が低いことが、DNA像

が取得できない原因であるとわかった。そこで、今後

はこれまでよりも細かいメッシュを利用するなどし

て不純物を可能な限り除去し、表面が負に帯電してお

りリン酸基との親和性が比較的高いマイカを基板と

して利用して研究を進める予定である。 
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